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Metoda fotometryczna okre$lania czasu naswietlania materialu
negatywowego w mikroeskopie elektronowym

doroMeTPUUECKHIA METO]| ONpefesieHHs BPEMEHH IKCHOZUIMK
HETATMBHOIO MATE€pHaJa B 3JEKTPOHHOM MHKPOCKOMNe

A Photometric Method to Determine Time of Exposure
of a Negative Material by Electron Microscope

W podstawowych podrecznikach i monografiach techniki mikro-
skopii elektronowej (Reimer — 1959, Pease — 1960, Lukjano-
wicz — 1960) nie znajdujemy ani metod, ani opisu przyrzaddéw, ktore
by umozliwialy dokladny pomiar czasu naswietlania materialu nega-
tywowego, uzywanego do fotografowania obrazéw uzyskanych na ekranie
fluoryzujacym mikroskopu elektronowego. Ocena czasu naswietlania
opiera sie dotychczas raczej jedynie na doswiadczeniu praktycznym
i na opracowanych wlasnych tabelach naswietlan dla filméw i plyt
réznych wytwoérni. W tych warunkach ocena zasadnicza moze by¢ bledna
i prowadzi¢ do niepowodzen, a mianowicie uzyskiwania negatywéw i po-
zytywoéw nie nadajacych sie do analizowania. Zbudowanie wiec przy-
rzgdu pomiarowego, w ktérym wykorzystano zjawisko przetwarzania
Swiatla fluoryzujacego ekranu na prad elektryczny przez komérke
fotoelektryczng, a zatem zbudowanie $wiattomierza dzialajgcego samo-
czynnie, bylo by waznym uzupelnieniem pracowni mikroskopii elektro-
nowej. Wielokrotnie przeprowadzane przez nas préby pomiaru czasu
naswietlania materialu negatywowego przy pomocy swiatlomierzy foto-
elektrycznych nie daly zadowalajgcych wynikéw. Opracowano wiec
wlasng metode, kiéra pozwala na ocene natezenia dwdch powierzchni
oswietlonych przez dwa poréwnywane zrdédla $wiatla, a mianowicie
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mocniczej, znajdujacej sie zwykle w kazdym mikroskopie elektronowym.
Daje to o wiele wiekszg swobode pomiaru i pozwala na bezposrednie
(pozorne) zetkniecie dwu poréwnywanych jasnosci. Nalezy réwniez
podkreslié, ze rozwigzanie konstrukcyjne tego typu moze znalezé za-
stosowanie w mikroskopii $wietlnej. Opis szezeg6ldw technicznych
przekracza jednak ramy naszej pracy, ktérej celem bylo jedynie zwré-
cenie uwagi na istniejgce w tej dziedzinie mozliwosci. Poza tym istnieje
mozliwo$é innych rozwigzan konstrukcyjnych w zaleznosci od systemu
mikroskopu elektronowego.
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PE3IOME

AsTop paspaboranm meron (POTOMETPMUECKOro OlIpeaeseHMsA BPEeMeHU
9KCIIO3UIIMM HEraTMBHOTO MaTepyuasa B JIEKTPOHHOM MMKpocKorie. Me-
TOA COCTOMT B CPAaBHEHMM MHTEHCUBHOCTM (QJIyOPECI[eHUMM SKpaHa Mu-
KpPOCKOIla C MHTEHCMBHOCTBIO IIy4YKa cCBera TOro e LBerta. CBeToBOE
NATHO NPOEKTUPYEeTCA Ha 4YacThb 3KpaHa He duiyopecumpyroulyio (puc. 1,
2, 3) oTmeNBHBIM OTrpajyMpoBaHHbIM 1puGopom (puc. 4).

Puc. 1. HurencuBHOCTb MNATHa CAHWKOM OGO/kUIasi 0O CPAaBHCHMIO C B3ATHIM 1A
H3MepeHui noseM. DyekTpoHHbIH MEHKpockon C. Zeiss (Jena) Elmi D 2.

Puc. 2. VIHTEHCHBHOCTb MfTHA OTHECEHWS W IM0JA ONTHMAJbHO NPHOJHMKEHH. IJek-
TpoHHblE MuKpockon C. Zeiss (Jena) Elmi D 2.

Puc. 3. VHTEHCHBHOCTb MNSTHAa CAHIIKOM Mala MO CPaBHEHHIO C B3ATHIM A7ds H3Me-
pennil noneM. DnektpoHHbl Mukpockon C. Zeiss (Jena) Elmi D 2.

Puc. 4. Cxema npubopa (06bsiCHEHHS B TeKCTe).

SUMMARY

The author has elaborated a photometric method by which the time
of exposure of a negative material can be estimated. The method
consists in a comparison of the fluorescence intensity of the electron
microscope screen with the intensity of a light spot of the same colour.
The light spot is projected on a non-fluorescent part of the screen (Figs.
1, 2, 3) from a separate, experimentaly graded apparatus (Fig. 4).






